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RESUMO

Filmes finos metadlicos podem ser obtidos PoOr processcs
eletroliticos ou de evaporagio de metais. Os filmes. obtidos pelo
processo de evaporacdo, sdo geralmente utilizados em eqguipamentos
e aparatos opticos como refletores.

Este trabalho apresenta um método ébsoluto para a de_
terminasdo de espessura de filmes finos metalicos de Ni e de Al
obtidoz por processzos de evaporacic desses elementos em substrato
de vidro.

. Foram determinados matematicamente e impiricamente os
coeficiéntes de absorgdo de massa para o Al & para o Ni. nos seus

respect ivos compr imentos de cnda efetivo.

Foram determinados espessuwras compreendidas entre S00 a




